
Hitachi S-3400N 簡易使用手冊 

放置地點：綜合大樓 109-3 SEM 實驗室 

管理老師：程志賢老師 

管理實驗室：燃料電池材料實驗室 

實驗室分機：6331



Hitachi S-3400N 簡易使用手冊 

一、開機 

1. 將面板鑰匙從“OFF”轉經“START”後自動轉回“ON”。

2. 電腦啟動後，用戶名為“PC-SEM”，密碼無，點擊“OK”

3. 進入系統。隨後出現 S-3400N 登陸框。用戶名為“S-3400”，密碼無，點擊

“OK”鍵，進入程序。



二、放置樣品 

1. 持續按住前面板“AIR”按鈕 1秒以上至指示燈亮，或單擊操作界面右上角

“AIR”鍵至該鍵變為灰色，破真空過程中，出現“Specimen Setting”對

話框，同時出現放氣進度指示條，直至進度條顯示“The chamber has been 

aired. Changing a sample is now possible”時可以更換樣品。

 

 

2. 將處理完畢的樣品固定於樣品台上，精確測量高度不得超過 45mm，且樣品

尺寸不得超過樣品台，放置樣品台座後，並將樣品台上升至最高，確認樣品

不能碰到防撞檔片，平穩推入至腔體內。 

 

  

樣品高度 

樣品尺寸 

樣品台 



3. 按面板“EVAC”按鈕至指示燈亮，或點擊操作界面左上角“EVAC”鍵至該鍵

變為灰色。 

 

 

三、樣品觀察 

1. 確認樣品室已高真空，“ON”亮後，根據不同樣品的觀察需要，在屏幕右邊

操作面板中的“Cond”菜單欄中“ELECTRON BEAM”選區“Probe Current”

下拉列表中選擇合適的探針電流(最高不得超過 70)，“Vacc”下拉列表中

選擇合適的加速電壓(一般選用 15kV)，而菜單欄“WORKING DISTANCE ”中

可做工作距離之調整;若需更改訊號源可在“DETECTOR”選區中選擇使用

“SE”或“BSE”;選擇完成後點擊操作界面左上角“ON”鍵，加高壓。

 



2. 調整合適之焦距與像差後按下“Slow3”進行慢掃後存檔。 

 

三、存檔 

1. 單擊 “Save”選項後，畫面 Freeze(若要繼續拍攝須按“Run”)，選擇存

檔之路徑後，按下視窗中的“Save”後，就可保存圖像。 

 

四、關機 

1. 所有操作結束後，關閉高壓，等待 5分鐘後，按下“AIR”鍵，當破真空完

成時，打開腔體，取出樣品;關閉腔體，按下“EVAC”鍵，當抽氣完成時，

點擊操作界面右上角“關閉”鍵，出現“PCSEM“進度條。當進度條走完，

SEM 程序即退出。 

 

2. 關閉電腦，將面板鑰匙從“ON”轉至“OFF”。 
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沿沿沿沿面面面面分析分析分析分析(Mapping) 

1. 選擇分析為沿面分析

2. 按下 New以捉圖

3. 調整分析面的位置

4. 選擇要分析的元素，若以 Auto則為定性

5. 按下 Acquire

6. 調整色彩

7. 儲存結果
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沿線分析沿線分析沿線分析沿線分析(Line Scan) 

7. 選擇分析為沿線分析 

8. 按下 New以捉圖 

9. 調整分析線的位置 

10. 選擇要分析的元素，若以 Auto則為定性 

11. 按下 Acquire 

12. 儲存結果 
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物件物件物件物件分析分析分析分析(Object) 

1. 選擇分析為沿線分析 

2. 按下 New以捉圖 

3. 選擇要分析的形狀(點、矩形、圓形、多角形)，並在上方畫出來。 

4. 選擇要分析的元素 

5. 按下 Acquire 

6. 儲存結果 
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半定量點分析半定量點分析半定量點分析半定量點分析 

1. 選擇分析為點分析

2. 按下 Preview

3. 調整分析點的位置

4. 調整 SEM beam 參數

5. 選擇收集後自動分析(Automatic)

6. 按下 Acquire

7. 看結果

3 

4 
1 

2 

5 
6 

7 



Page1of 5 

系統校正系統校正系統校正系統校正 

1. system � Spectrometer

2. 選擇參數，按下 current以獲取目前參數

3. 選擇校正元素

4. 選擇校正精確度

5. 按下 start開始校正

6. 按下 yes以確認更新資料庫
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＊SEM 實驗室使用規範＊ 

1. 儀器使用操作人員考核分為 A、B、C三種等級，未經考核嚴禁操作，使用儀

器前均須確實填寫使用紀錄本和預約登記表，若經發現未填寫紀錄本而使用

儀器者，考核執照降一等級，若因降級執照至無操作資格則不得重考。

A級：管理者。

B級：可自行獨立操作 SEM及 EDS。

C級：可自行獨立操作 SEM。

2. 試片載台高度嚴禁超過 Standard，且進入腔體前需將 Z軸升至最高確認是否

會與防撞檔片相撞。

3. SEM之 Aperture固定為孔徑 3，嚴禁修改。若因人為因素損壞將負責賠償並

永久停權。

4. 使用 EDS調整 Probe Current時務必緩慢調整，其最大值不得超過 70。

5. 使用時檔案統一存放在 D槽，使用完畢時請自行攜帶空白光碟將資料燒出，

嚴禁使用 USB及將檔案存放於Windows桌面。

6. 試片不得含有毒性、腐蝕性、揮發性、磁性、有機高分子等材料。

7. 未經管理者同意嚴禁修改 SEM內部參數及軟體設定，違者取消權限。

8. 所有通過認證人員，三個月內無使用記錄取消權限，經重新認證後才可使用。 

9. 使用期間禁止喧嘩吵鬧，實驗室內禁止飲食或存放食物。

10. 外校使用須經過實驗室負責老師同意。

11. 為了延長 SEM之使用壽命 SEM使用辦法增列下列兩項

(1) 所有試片在進入腔體前請先以空氣球去除表面粉塵

(2) 當日最後一名使用者請將 SEM關機

如有發現違反使用規定者 停權一個月 

管理者實驗室分機�6331 
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